Tajny ,Projekt Manhattan”
Chin odnosi oszatamiajace
zwycliestwo: Wtasna maszyna
EUV

»Chiny potajemnie zbudowaty dziat*ajgcy prototyp
zaawansowanej maszyny do litografii EUV, kluczowego
narzedzia do produkcji najnowoczes$niejszych
pétprzewodnikow.

Projekt, opisany jako ,Projekt Manhattan” Chin,
obejmowat inzynierie odwrotng przeprowadzong przez
bytych inzynierdéw ASML pracujgcych pod pseudonimami w
zabezpieczonym zaktadzie w Shenzhen.

Prototyp moze generowa¢ sSwiatto EUV, ale nie
wyprodukowat jeszcze dziatajacych uktadéw scalonych, a
realistyczny cel produkcji uktaddéw scalonych szacowany
jest na rok 2030.

» To przedsiewziecie jest kluczowg cze$cig szes$cioletnich
wysitkdéw Chin na rzecz samowystarczalnosci w zakresie
p6tprzewodnikéw, koordynowanych przez Huawei i majacych
na celu usuniecie wptywu USA z ich *ancuchow dostaw.

»Rozwdéj ten stanowi wyzwanie dla wieloletnich
amerykanskich kontroli eksportu, majacych na celu
uniemozliwienie Chinom zdobycia tak zaawansowanej
technologii produkcji chipodw.
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W $cisle strzezonym laboratorium w Shenzhen chinscy naukowcy
osiggneli kamien milowy w technologii, ktérej zachodnie
mocarstwa od lat prébujg zapobiec, wydajgc miliardy dolaréw.

Wedtug ekskluzywnych doniesien Chiny potajemnie zbudowaty
dziatajagcy prototyp maszyny do litografii w ekstremalnym
ultrafiolecie (EUV) — niezbednego, astronomicznie ztozonego
narzedzia wymaganego do produkcji najbardziej zaawansowanych
na swiecie pétprzewodnikéw. Zakonczony na poczgtku 2025 roku i
obecnie przechodzacy testy, ten prototyp stanowi kulminacje
tajnego, panstwowego wysitku opisanego przez osoby
wtajemniczone jako wspétczesny ,Projekt Manhattan” Chin.
Rozwdéj ten sygnalizuje potencjalng zmiane w globalnym uktadzie
sit technologicznych, kwestionujac kluczowg strategie Zachodu
polegajacg na powstrzymywaniu wzrostu Chin poprzez kontrole
eksportu kluczowych maszyn.

Klejnot w koronie produkcji chipodw

Litografia EUV stoi na szczycie nowoczesnej technologii
przemystowej. Maszyny te, ktorych koszt moze przekraczad 250
milionéw dolardow kazda, wykorzystujg wigzki ekstremalnego
ultrafioletu do wytrawiania obwoddéw na waflach krzemowych w
skali tysigce razy cienszej niz ludzki wtos. Ta zdolnos¢ jest
fundamentalna dla produkcji poteznych chipdéw, ktdére napedzaja
sztuczng 1inteligencje, zaawansowane systemy uzbrojenia 1
elektronike uzytkowg nowej generacji. Przez dziesieciolecia
technologia ta byta wytgczng domeng jednej firmy: ASML Holding
NV z Holandii. Koordynowane wysitki amerykanskiej polityki
zagranicznej skutecznie zablokowaty ASML mozliwos¢ sprzedazy
systemu EUV Chinom, tworzac wagskie gardto w ambicjach Pekinu
dotyczgcych samowystarczalnosci technologicznej.

Wewnatrz chinskiego ,Projektu



Manhattan”

Zgtoszony przetom nie jest przypadkiem otwartych badan, lecz
wynikiem $ciéle tajnego, pafstwowego programu. Zrdédta
wskazujg, ze projekt wykorzystuje szeroko zakrojone inzynieria
odwrotng technologii ASML, kierowang przez pozyskanych bytych
inzynierdow ASML — wielu z nich to urodzeni w Chinach weterani
holenderskiej firmy. Aby zachowa¢ tajemnice, ci inzynierowie
podobno pracujg pod pseudonimami na terenie bezpiecznego
kompleksu w Shenzhen, a zespotly sg od siebie odizolowane.
Akcja rekrutacyjna oferowata znaczne zachety finansowe, bedace
czesScig agresywnej strategii krajowej uruchomionej w 2019 roku
w celu przyciaggniecia globalnych talentéw w dziedzinie
potprzewodnikodw.

Gigant elektroniki Huawei odgrywa centralng role
koordynacyjng, zarzadzajgc rozlegta siecig firm i panstwowych
instytutéw badawczych. Kultura operacyjna odzwierciedla
narodowg blokade bezpieczeAstwa: pracownicy w wrazliwych
zespotach czesto $pig na miejscu, majg ograniczong komunikacje
i1 pracujag pod statym nadzorem. To intensywne, podzielone na
segmenty Srodowisko podkresla strategiczny priorytet projektu
dla Komunistycznej Partii Chin, ktdéra postrzega niezaleznos$¢ w
zakresie poOiprzewodnikéw jako kamien wegielny bezpieczenstwa
narodowego i suwerenno$ci gospodarczej.

Dtuga droga od prototypu do
produkcji

Chociaz istnienie prototypu generujgcego Swiatto jest
znaczacym osiggnieciem symbolicznym i technicznym, analitycy
ostrzegaja, ze pozostajg powazne przeszkody. Maszyna jest
opisana jako znacznie wieksza 1 prymitywniejsza niz
dopracowane systemy ASML. Najtrudniejszym wyzwaniem jest
odtworzenie precyzyjnej optyki — specjalistycznych luster
produkowanych przez firmy takie jak niemiecki Zeiss — ktodre sa



niezbedne do niezawodnej produkcji chipdéw na duzg skale.

»Chiny podobno pozyskuja kluczowe komponenty za
posSrednictwem rynkéw wtdédrnych, odzyskujg czesSci ze
starszych maszyn ASML i wykorzystujag firmy
posredniczgce, aby ukry¢ zakupy.

=0ficjalnym celem jest wyprodukowanie dziatajgcych
uktadéw scalonych do 2028 roku, ale zrdédita bliskie
projektowi sugerujg, ze bardziej realistycznym terminem
jest rok 2030.

Ten postep, cho¢ powolny, przeczy niedawnym zapewnieniom
kierownictwa ASML. W kwietniu 2025 roku prezes Christophe
Fouquet stwierdzit, ze Chiny beda potrzebowaty ,wielu, wielu
lat”, aby rozwing¢ porownywalne mozliwosSci w zakresie EUV.
Prototyp sugeruje, ze harmonogram Pekinu moze sie
przyspiesza¢, napedzany ogromnym przydziatem zasobdw i
gotowoscig do ominiecia zachodnich kontroli eksportu poprzez
szpliegostwo, rekrutacje i sieci szarego rynku.

Nowa faza w tech-zimnej wojnie

Rozwdj ten ma gtebokie implikacje dla globalnego
bezpieczenstwa i przemystu. Historycznie kontrola nad
podstawowymi technologiami, takimi jak Ulitografia EUV,
pozwolita Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom utrzymad
przewage pokoleniowg w dziedzinie informatyki i sprzetu
wojskowego. Bezwzgledne dazenie Chin do rodzimego potencjatu
grozi erozjag tej przewagi, potencjalnie umozliwiajagc Pekinowi
produkcje zaawansowanych chipéw dla systemédw sztucznej
inteligencji i nadzoru, wolnych od zagranicznych ograniczen.
Deklarowanym ostatecznym celem projektu, wedtug Zrédta, jest
to, aby Chiny produkowaty zaawansowane chipy na w peini
chinskich maszynach i ,w 100% wyrzucity Stany Zjednoczone ze
swoich %*ancuchéw dostaw”.



Rozwijajace sie wyzwanie
strategiczne

Ujawnienie chinskiego prototypu EUV stanowi kluczowy moment w
trwajgcym starciu technologicznym miedzy Waszyngtonem a
Pekinem. Pokazuje to ograniczenia rezimu kontroli eksportu w
obliczu zdeterminowanego, dobrze wyposazonego przeciwnika
stosujgcego podejscie ogdélnonarodowe. Chociaz pozostaja
znaczne przeszkody techniczne i produkcyjne, prototyp dowodzi,
ze chinska droga do samowystarczalnosSci w zakresie
pétprzewodnikéw, cho¢ dtuga i trudna, jest utorowana. Swiat
obserwuje teraz, czy ten tajny projekt w Shenzhen moze przejs¢
od laboratoryjnego dowodu koncepcji do fundamentu prawdziwie
niezaleznego — 1 konkurencyjnego — globalnego przemystu
chipowego.



